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大気圧プラズマを 20cm x 2cm の領域に均一に生成させることが可能になった。（２）に
関しては、書き込みレーザーの強度を調整することにより、自由電子が主成分となる通
常のプラズマ生成の前に、特に酸素の励起状態密度を増加させる方法で、100μm の
書き込み領域が 10μs も保たれることをはじめて明らかにした。この場合の屈折率変調
されたコラム内の屈折率変化量は 0.5μmの波長で5x10-5程度であり、十分回折格子と
して使用できる大きさであることがわかった。 
また、作動ガス種、流量依存性を調べた結果、この励起状態プラズマによる屈折率
変調度は窒素に比べ酸素の方が、大流量より小流量の方が大きくなることがわかっ
た。このガス種依存性には、オゾンによる吸収からくるものと考えられた。 
以上、安定で長尺化が可能なプラズマグレーティングの生成手法に関して、紫外レ
ーザーを用いた場合のパラメータ領域を明らかにし、ガス種依存性もあることを明らか
にした。今後、この屈折率変調媒質を用い、実際のレーザー圧縮を実証することを行っ
ていく。 
 
 
 
